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１．概要（Summary）

フォトリソグラフィーとは、光露光を用いてウェハ上にパ

ターンを形成する技術であり、半導体製造に用いられて

いる。この技術では微細なパターンの形成が可能であるこ

とから、微細加工の際に利用される。今回は、機械加工で

は達成できなかった流路高さを実現するために、フォトリ

ソグラフィー技術を用いて流体デバイスを作製した。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

両面マスクアライナ

【実験方法】

Fig.1 にデバイス作製の概要を示す。まず Si 基板にレ

ジストとして SU-8 を膜厚 100 µm となるように塗布

し、フォトリソグラフィーにより基板上にパターンを

転写する。次に、基板を現像し、鋳型が完成する。そ

の後、作製した鋳型に PDMS を流し込み、加熱によ

り硬化させる。硬化後剥離し、流体デバイスの完成と

なる。

Fig.1 Fabrication process of the fluidic device

３．結果と考察（Results and Discussion）

加工プロセスの違いすなわち機械加工とフォトリソグラフ

ィの違いによる流体デバイスの違いを Fig.2 に示す。

Fig.2 The difference by process

機械加工による流体デバイスにおいては流路が粗くな

っているのに対し、フォトリソグラフィーによる流体デバイス

においては流路粗さが大幅に低減された。また、機械加

工では限界であった 100 µm 高さの流路作製に成功した。

今後、このデバイスを用いて流体実験を行う予定である。
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